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Abstract (en)
According to a process for repeated reversible regeneration of preferably direct-imaged offset printing forms, which process comprises removing the
image on the printing form and hydrophilising the surface of the printing form, an ionised process gas is applied to the printing form by means of a
charging device, reactive deletion of the image and simultaneous hydrophilisation being carried out in a single process step. The volatile reaction
products thus formed are removed by means of a suction device. <IMAGE>

Abstract (de)
Nach einem Verfahren zur wiederholten, reversiblen Regenerierung von vorzugsweise vorher direkt bebilderten, für den Offsetdruck geeigneten
Druckformen, das die Entfernung der Bebilderung auf der Druckform und eine Hydrophilierung der Oberfläche der Druckform umfaßt, wird auf die
Druckform ein ionisiertes Prozeßgas mittels einer Beaufschlagungsvorrichtung gebracht, wobei ein reaktives Löschen der Bebilderung und die
gleichzeitige Hydrophilierung in einem Prozeßschritt vorgenommen wird. Die dabei entstehenden flüchtigen Reaktionsprodukte werden mittels einer
Absaugvorrichtung abgeführt. <IMAGE>
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